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１．概要（Summary） 

スピン偏極した電子線によるスピン散乱効果をTEM像

および小角散乱回折図形において見出すため、最適な

磁性試料を必要とする。この候補として、パーマロイ薄膜

およびハーフメタル材料をパターニングにより所定の形状

を有した構造にすることで、必要とする磁壁構造を得る。

この作成のため、フォトリソグラフおよび電子ビーム露光に

よる数m～数百 nmのマスクパターン作成を行う。これに

より得られたスピン効果は、電子顕微鏡で捉えることがで

きなかった微小領域のスピン情報を引き出す新たな分析

手法につながる。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 フォトリソグラフィ装置、高輝度電子線描画装置一式 

 

・実験方法 

 透過電子顕微鏡において観察可能なサンプル作成

をするため、基板サンプルに SiN メンブレーンを用いる。

これにスピンコーターを用いてレジストの薄膜を作成し、

EB 露光装置を用いてスクウェアパターンを作成した。

ここに、Co をスパッタ蒸着することで所定のパターンの

磁性薄膜作成を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 EB露光装置を用いて5ｍ四方のスクウェアパターンを

作成した(Fig. 1)。次に磁性体としてSi基板上にスパッタ

装置を使い、Co薄膜を成膜した。今後さらに、SiNメンブ

レーン上への磁性薄膜作成を進め、透過電子顕微鏡に

おいて磁壁構造の観測を行い、サイズ効果の最適化を進

める。 

 

Fig. 1 Microscopic image of lithograph pattern. 
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・参考文献 

M. Kuwahara, et al., Appl. Phys. Lett. 105, 

193101 (2014) 

・科研費・若手研究(A) 

「非線形光学効果を応用したスピン量子ビーム源の
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